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Abstract (en)
[origin: US4353970A] A method and an apparatus for charging a dielectric layer electrostatically to a predetermined potential. An AC electrode
is arranged at a distance from the dielectric layer and connected to one output of an AC voltage generator. The AC voltage generator has the
other output connected to an output of a DC voltage generator. Between the AC electrode and the dielectric layer there is a DC electrode which is
connected to the other output of the AC voltage generator. The dielectric layer rests on a counter-electrode which is connected to the other output of
the DC voltage generator and is at ground potential. Each of the electrodes can comprise one or a plurality of mutually insulated single electrodes.

Abstract (de)
Verfahren zum elektrostatischen Aufladen einer dielektrischen Schicht sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Die Erfindung betrifft
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum elektrostatischen Aufladen einer dielektrischen Schnicht auf ein vorgegebenes Potential. Hierzu ist eine
Elektrode (7) im Abstand von der dielektrischen Schicht (8) angeordnet und an den einen Ausgang (21) eines Wechselspannungsgenerators (2)
angeschlossen, dessen anderer Ausgang (20) mit dem spannungsführenden Ausgan (11) eines Gleichspannungsgenerators (1) verbunden ist.
Zwischen der Elektrode (7) und der Schicht (8) ist eine weitere Elektrode (5) vorhanden, die an den Ausgang (11) des Gleichspannungsgenerators
(1) angeschlossen ist. Die Schicht (8) liegt auf einer Gegenelektrode (9) zu der Electrode (5) auf und ist auf Masse gelegt. Jede der Elektroden
(5,7,9) kann aus mehreren, voneinander isolierten Einzelelektroden bestehen.
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